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タン流量比 20%～30%，堆積時間 10min であった 






○ FT-IR および XPS により、円錐は SiC が炭素系物質で被われた構造と思われる 
○ 形成メカニズムは、堆積とエッチングの平衡状態よりある程度の推測できた 
○ 円錐からのエミッションが観測でき、フィールドエミッタへの応用が期待できる 
 
今後の課題として、ダイヤモンド薄膜のエミッション特性はさらなる向上と、選択成長など
によるパターニングが必要である。円錐状構造物は、さらに詳しい構造解析による形成メ
カニズムの解明が望まれる。 
 
